
6

イオンアシスト蒸着法（ＩＡＤ方式）により生成される光学

薄膜の結晶構造・組成などをイオン照射により制御すること

で、より高品質な光学薄膜の生成を可能にした大電流ＲＦイオ

ンソース。

最大電流２アンペア、最大電流密度は１平方センチメートル

当たり100マイクロアンペアと高出力を実現することで成膜レ

ートを向上。イオンソースの射出口を最適化することで照射領

域の大面積化（直径1,600mm）と照射領域内でのイオン分布

のばらつきを±数％以内に抑えたうえ、大型化により出力・照

射面積などの性能アップを実現。

ビーズと製品との分離に遠心分離法を採用することで0.05

mmφ、0.03mmφのビーズの使用を可能にし連続的にナノ粒子

の製造を実現した分散機。

直径0.03mmおよび0.05mmのビーズが使用できるため粒子

にかかる衝撃力が小さくなり、結晶性を損なうことなく分散が

進み、ナノ粒子まで簡単に分散ができる。また、ナノ粒子まで

の分散速度も大幅に上昇し、従来機の最小使用ビーズの直径0.1

mmと比較して直径0.05mmは３倍程度分散速度が向上し、直径

0.03mmではさらにアップすることができる。
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